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(57)【要約】
【課題】高色純度の有機ＥＬディスプレイパネル及びそ
の製造方法を提供する。
【解決手段】本発明に係る有機ＥＬディスプレイパネル
は、第一電極２０４と第二電極２１２と発光媒体層とを
少なくとも備え、赤色、緑色、青色のサブピクセル２１
３、２１４、２１５に対応する部分に第一電極２０４を
それぞれ設け、赤色のサブピクセル２１３に対応する部
分の第一電極２０４の上に赤色有機発光層２０８を設け
、緑色のサブピクセル２１４に対応する部分の第一電極
２０４の上に緑色有機発光層２０９を設け、赤色有機発
光層２０８と緑色有機発光層２０９と青色のサブピクセ
ル２１５に対応する部分の第一電極２０４との上に青色
有機発光層２１０を設け、青色有機発光層２１０の上に
第二電極２１２を設け、赤色のサブピクセル２１３の光
取り出し側と緑色のサブピクセル２１４の光取り出し側
の少なくとも一方に青色発光抑制部２０１、２０２を備
える。
【選択図】　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成した第一電極と、前記第一電極と対向して形成した第二電極と、前記第一
電極と前記第二電極とで挟んだ、少なくとも有機発光層を含む発光媒体層と、を少なくと
も備える、赤色、緑色及び青色のサブピクセルを有する有機ＥＬディスプレイパネルであ
って、
　赤色、緑色及び青色のサブピクセルに対応する部分に前記第一電極をそれぞれ設け、
　前記赤色のサブピクセルに対応する部分の前記第一電極の上に少なくとも赤色発光材を
含む赤色有機発光層を設け、
　前記緑色のサブピクセルに対応する部分の前記第一電極の上に少なくとも緑色発光材を
含む緑色有機発光層を設け、
　前記赤色有機発光層と、前記緑色有機発光層と、前記青色のサブピクセルに対応する部
分の前記第一電極との上に少なくとも青色発光材を含む青色有機発光層を設け、
　前記青色有機発光層の上に前記第二電極を設け、
　前記赤色のサブピクセルにおけるＥＬ発光の光取り出し側と前記緑色のサブピクセルに
おけるＥＬ発光の光取り出し側の少なくとも一方に、前記青色有機発光層から生ずる青色
発光を選択的に抑制する青色発光抑制部を設けたことを特徴とする有機ＥＬディスプレイ
パネル。
【請求項２】
　前記青色発光抑制部を、前記青色発光を選択的に吸収する層としたことを特徴とする請
求項１に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。
【請求項３】
　前記赤色のサブピクセルにおけるＥＬ発光の光取り出し側と、前記緑色のサブピクセル
におけるＥＬ発光の光取り出し側の両方に、同じ構成からなる前記青色発光抑制部を設け
たことを特徴とする請求項２に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。
【請求項４】
　前記赤色のサブピクセルにおけるＥＬ発光の光取り出し側に設けた前記青色発光抑制部
と前記緑色のサブピクセルにおけるＥＬ発光の光取り出し側に設けた前記青色発光抑制部
の少なくとも一方の前記青色発光抑制部を、前記青色発光を吸収して蛍光を発光する蛍光
材料を含む層としたことを特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。
【請求項５】
　前記赤色のサブピクセルにおけるＥＬ発光の光取り出し側に設けた前記青色発光抑制部
は、前記青色発光を吸収して赤色発光する蛍光材料を含み、
　前記緑色のサブピクセルにおけるＥＬ発光の光取り出し側に設けた前記青色発光抑制部
は、前記青色発光を吸収して緑色発光する蛍光材料を含むことを特徴とする請求項４に記
載の有機ＥＬディスプレイパネル。
【請求項６】
　前記赤色のサブピクセルにおける前記赤色有機発光層と前記青色有機発光層とは接して
おり、
　前記緑色のサブピクセルにおける前記緑色有機発光層と前記青色有機発光層とは接して
いることを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の有機ＥＬディスプレ
イパネル。
【請求項７】
　前記赤色のサブピクセルにおける前記第一電極と前記赤色有機発光層との間、前記緑色
のサブピクセルにおける前記第一電極と前記緑色有機発光層との間及び前記青色のサブピ
クセルにおける前記第一電極と前記青色有機発光層との間に正孔輸送層をそれぞれ設けた
ことを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の有機ＥＬディスプレイパ
ネル。
【請求項８】
　前記青色有機発光層と前記第二電極との間に電子輸送層を設けたことを特徴とする請求
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項１から請求項７のいずれか１項に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。
【請求項９】
　基板上に形成した第一電極と、前記第一電極と対向して形成した第二電極と、前記第一
電極と前記第二電極とで挟んだ、少なくとも有機発光層を含む発光媒体層と、を少なくと
も備える、赤色、緑色及び青色のサブピクセルを有する有機ＥＬディスプレイパネルの製
造方法であって、
　前記赤色のサブピクセルにおけるＥＬ発光の光取り出し側と前記緑色のサブピクセルに
おけるＥＬ発光の光取り出し側の少なくとも一方に、青色発光を選択的に抑制する青色発
光抑制部を形成する工程と、
　赤色、緑色及び青色のサブピクセルに対応する部分に前記第一電極をそれぞれ形成する
工程と、
　前記赤色のサブピクセルに対応する部分の前記第一電極の上に赤色有機発光層を、また
前記緑色のサブピクセルに対応する部分の前記第一電極の上に緑色有機発光層をそれぞれ
塗布法により形成する工程と、
　前記赤色有機発光層と、前記緑色有機発光層と、前記青色のサブピクセルに対応する部
分の前記第一電極との上に青色有機発光層を真空蒸着法により形成する工程と、
　前記青色有機発光層の上に前記第二電極を形成する工程と、を有し、
　前記青色発光抑制部を形成する工程を、前記第一電極を形成する工程の前、または前記
第二電極を形成する工程の後に実施することを特徴とする有機ＥＬディスプレイパネルの
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エレクトロルミネセンス（以下、ＥＬとも記載する。）を利用した有機ＥＬ
ディスプレイパネル及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　有機エレクトロルミネセンス素子（以下、有機ＥＬ素子とも記載する。）は、二つの対
向する電極の間に有機発光材料からなる有機発光層を備えており、この有機発光層に電流
を流すことで発光させるものである。
　図１に一般的な有機エレクトロルミネセンスディスプレイパネル（以下、有機ＥＬディ
スプレイパネルとも記載する。）の模式図を示した。一つのピクセル（画素）１０１は、
３原色のＲ（赤色）、Ｇ（緑色）、Ｂ（青色）それぞれのサブピクセル１０２からなる。
サブピクセル１０２にはそれぞれの発光色の有機ＥＬ素子が形成されており、アクティブ
駆動の場合にはさらに薄膜トランジスタ（以下、ＴＦＴとも記載する。）が形成されてい
る。
【０００３】
　一般的に、ディスプレイ用の基板として、パターニングされた感光性ポリイミド等の絶
縁物がサブピクセルを区画するように隔壁状に形成されているものを用いる。その際、隔
壁パターンは陽極として成膜されている透明電極のエッジ部を覆うように形成され、隔壁
パターンがサブピクセル領域を規定している。
　そして、透明電極及び隔壁パターン上には正孔注入層が形成されている。正孔キャリア
を注入するための正孔注入層を成膜する方法として、ドライ成膜とウェット成膜法の２種
類がある。ウェット成膜法を用いる場合、一般的に水に分散されたポリチオフェンの誘導
体等が用いられる。また、正孔注入層の上に正孔輸送層を形成する場合もある。
【０００４】
　有機発光層を形成する方法も同様にドライ成膜とウェット成膜法の２種類があるが、均
一な成膜が容易なドライ成膜である真空蒸着法を用いる場合、微細パターンのマスクを用
いてパターニングする必要があり、大型基板や微細パターニングが非常に困難である。
　それに対して、高分子材料または低分子材料を溶剤に溶かして塗工液にし、これをウェ
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ット成膜法で薄膜形成する方法がある。高分子材料または低分子材料の塗液を用いてウェ
ット成膜法で有機発光層を含む発光媒体層を形成する場合の層構成は、陽極側から正孔輸
送層、有機発光層の順で積層した２層構成が一般的である。このとき、有機発光層はカラ
ーパネル化するために赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）のそれぞれの発光色をもつ有機発光
材料を溶剤中に溶解または安定して分散してなる有機発光インキを用いて塗り分けること
ができる（特許文献１、２参照）。
【０００５】
　有機発光層を真空蒸着によって形成する場合、上記のように大面積、高精細が難しく、
また装置コストが高いのに対して、ウェット成膜法では真空設備を用いないため装置コス
トが比較的低く、マスクを用いないため大面積化においてもメリットがある。
　ウェット成膜法によるパターニング成膜には、インクジェット法、印刷法、ノズルプリ
ント法によるパターン形成が提案されている。例えば、特許文献３に開示されているイン
クジェット法は、インクジェットノズルから溶剤に溶かした発光層材料を基板上に噴出さ
せ、基板上で乾燥させることで所望のパターンを得る方法である。
【０００６】
　ウェット成膜法には上記のようなメリットがあるものの、青色素子において真空蒸着法
を用いて作成した素子と比較して発光特性が低いという課題があった。この課題解決のた
め、ウェット成膜法にて赤色有機発光層、緑色有機発光層をそれぞれ形成してから、低分
子の青色有機発光層を真空蒸着法にて全面に形成することで、微細パターニングすること
なく青色有機発光層を形成する方法が開示されている。
【０００７】
　特許文献４、５には、赤色、緑色の有機ＥＬ素子にそれぞれ赤色、緑色の有機発光層を
インクジェット法により形成し、その上から赤色、緑色、青色の有機ＥＬ素子の全面に青
色有機発光層を蒸着法により形成する方法が開示されている。特性の不十分な青色有機発
光層を蒸着により形成し、さらにパターニングすることなく全面に形成することでプロセ
スを簡便にしている。
　特許文献６には、青色有機発光層を全面に形成して微細パターニングしないことにより
プロセスを簡便化する方法が開示されている。
【０００８】
　特許文献４～６に開示された方法では、赤色、緑色の有機発光層の上にこれらに接して
青色有機発光層を形成するために、赤色、緑色のサブピクセルのＥＬ発光に青色発光が混
合して色純度が低下してしまうという課題がある。特許文献７には赤色、緑色のサブピク
セルにおける赤色、緑色の有機発光層と青色有機発光層の間に共通正孔輸送層を真空蒸着
法により形成する方法が開示されているが、この層は、赤色、緑色の有機発光層の陰極側
に位置して、かつ青色有機発光層の陽極側に位置するために、正孔と電子の両方の注入性
、ブロック性が要求され、赤色、緑色のサブピクセルと青色サブピクセルの特性の両立が
難しくかえって特性を損なう場合もあるという課題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００１－９３６６８号公報
【特許文献２】特開２００１－１５５８５８号公報
【特許文献３】特開平１０－１２３７７号公報
【特許文献４】特許第３８９９５６６号明細書
【特許文献５】特許第４０６２３５２号明細書
【特許文献６】特開２００６－１４０４３４号公報
【特許文献７】特開２０１１－２３３８５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
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　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、高色純度の有機ＥＬディスプレイ
パネル及びその製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するための本発明の一態様は、基板上に形成した第一電極と、前記第一
電極と対向して形成した第二電極と、前記第一電極と前記第二電極とで挟んだ、少なくと
も有機発光層を含む発光媒体層と、を少なくとも備える、赤色、緑色及び青色のサブピク
セルを有する有機ＥＬディスプレイパネルであって、赤色、緑色及び青色のサブピクセル
に対応する部分に前記第一電極をそれぞれ設け、前記赤色のサブピクセルに対応する部分
の前記第一電極の上に少なくとも赤色発光材を含む赤色有機発光層を設け、前記緑色のサ
ブピクセルに対応する部分の前記第一電極の上に少なくとも緑色発光材を含む緑色有機発
光層を設け、前記赤色有機発光層と、前記緑色有機発光層と、前記青色のサブピクセルに
対応する部分の前記第一電極との上に少なくとも青色発光材を含む青色有機発光層を設け
、前記青色有機発光層の上に前記第二電極を設け、前記赤色のサブピクセルにおけるＥＬ
発光の光取り出し側と前記緑色のサブピクセルにおけるＥＬ発光の光取り出し側の少なく
とも一方に、前記青色有機発光層から生ずる青色発光を選択的に抑制する青色発光抑制部
を設けたことを特徴とする有機ＥＬディスプレイパネルである。
【００１２】
　また、上記の有機ＥＬディスプレイパネルにおいて、前記青色発光抑制部を、前記青色
発光を選択的に吸収する層としたこととしてもよい。
　また、上記の有機ＥＬディスプレイパネルにおいて、前記赤色のサブピクセルにおける
ＥＬ発光の光取り出し側と、前記緑色のサブピクセルにおけるＥＬ発光の光取り出し側の
両方に、同じ構成からなる前記青色発光抑制部を設けたこととしてもよい。
【００１３】
　また、上記の有機ＥＬディスプレイパネルにおいて、前記赤色のサブピクセルにおける
ＥＬ発光の光取り出し側に設けた前記青色発光抑制部と前記緑色のサブピクセルにおける
ＥＬ発光の光取り出し側に設けた前記青色発光抑制部の少なくとも一方の前記青色発光抑
制部を、前記青色発光を吸収して蛍光を発光する蛍光材料を含む層としたこととしてもよ
い。
【００１４】
　また、上記の有機ＥＬディスプレイパネルは、前記赤色のサブピクセルにおけるＥＬ発
光の光取り出し側に設けた前記青色発光抑制部は、前記青色発光を吸収して赤色発光する
蛍光材料を含み、前記緑色のサブピクセルにおけるＥＬ発光の光取り出し側に設けた前記
青色発光抑制部は、前記青色発光を吸収して緑色発光する蛍光材料を含むこととしてもよ
い。
　また、上記の有機ＥＬディスプレイパネルにおいて、前記赤色のサブピクセルにおける
前記赤色有機発光層と前記青色有機発光層とは接しており、前記緑色のサブピクセルにお
ける前記緑色有機発光層と前記青色有機発光層とは接していることとしてもよい。
【００１５】
　また、上記の有機ＥＬディスプレイパネルにおいて、前記赤色のサブピクセルにおける
前記第一電極と前記赤色有機発光層との間、前記緑色のサブピクセルにおける前記第一電
極と前記緑色有機発光層との間及び前記青色のサブピクセルにおける前記第一電極と前記
青色有機発光層との間に正孔輸送層をそれぞれ設けたこととしてもよい。
　また、上記の有機ＥＬディスプレイパネルにおいて、前記青色有機発光層と前記第二電
極との間に電子輸送層を設けたこととしてもよい。
【００１６】
　本発明の別の態様は、基板上に形成した第一電極と、前記第一電極と対向して形成した
第二電極と、前記第一電極と前記第二電極とで挟んだ、少なくとも有機発光層を含む発光
媒体層と、を少なくとも備える、赤色、緑色及び青色のサブピクセルを有する有機ＥＬデ
ィスプレイパネルの製造方法であって、前記赤色のサブピクセルにおけるＥＬ発光の光取
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り出し側と前記緑色のサブピクセルにおけるＥＬ発光の光取り出し側の少なくとも一方に
、青色発光を選択的に抑制する青色発光抑制部を形成する工程と、赤色、緑色及び青色の
サブピクセルに対応する部分に前記第一電極をそれぞれ形成する工程と、前記赤色のサブ
ピクセルに対応する部分の前記第一電極の上に赤色有機発光層を塗布法により形成する工
程と、前記緑色のサブピクセルに対応する部分の前記第一電極の上に緑色有機発光層を塗
布法により形成する工程と、前記赤色有機発光層と、前記緑色有機発光層と、前記青色の
サブピクセルに対応する部分の前記第一電極との上に青色有機発光層を真空蒸着法により
形成する工程と、前記青色有機発光層の上に前記第二電極を形成する工程と、を有し、前
記青色発光抑制部を形成する工程を、前記第一電極を形成する工程の前、または前記第二
電極を形成する工程の後に実施することを特徴とする有機ＥＬディスプレイパネルの製造
方法である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の一態様であれば、赤色のサブピクセルにおけるＥＬ発光の光取り出し側と緑色
のサブピクセルにおけるＥＬ発光の光取り出し側の少なくとも一方に、青色有機発光層か
ら生ずる青色発光を選択的に抑制する青色発光抑制部を設けているので、高色純度の有機
ＥＬディスプレイパネルを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】一般的な有機ＥＬディスプレイパネルの構造を示す模式図である。
【図２】本発明の実施形態に係る有機ＥＬデバイスの構造を示す断面図である。
【図３】本発明の実施形態に係る有機ＥＬディスプレイパネルに用いることができる隔壁
付きＴＦＴ基板の構造を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態を図を参照しながら説明する。
　本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの実施形態の一例を図２に示す。まず、基板２０
０上の赤色サブピクセル２１３に対応する位置に青色発光抑制部２０１を形成し、緑色サ
ブピクセル２１４に対応する位置に青色発光抑制部２０２を形成する。
　青色発光抑制部２０１、２０２は、赤色、緑色の有機ＥＬ素子から得られるＥＬ発光の
うち青色発光成分を抑制する機能を有する。本実施形態に係る有機ＥＬディスプレイパネ
ルでは、赤色、緑色のサブピクセル２１３、２１４における赤色有機発光層２０８、緑色
有機発光層２０９の上に青色有機発光層２１０が形成されている。このため、本来の赤色
、緑色の発光に青色発光がわずかに混合してしまう。これは、赤色有機発光層２０８、緑
色有機発光層２０９の中で生成した励起子が青色有機発光層２１０に拡散すること、また
正孔が青色有機発光層２１０まで移動することによると考えられる。このために色純度が
低下してしまう。そこで、青色発光抑制部２０１、２０２を設けることによって、赤色、
緑色のサブピクセル２１３、２１４における青色発光成分を抑制してＥＬ発光の色純度を
向上させることができる。
【００２０】
　本実施形態における青色発光抑制部２０１、２０２は、青色発光を選択的に吸収する層
とすることができる。本来のＥＬ発光にわずかに混合している青色発光成分を吸収するの
で、発光効率の損失は非常に小さい。また、赤色、緑色のサブピクセル２１３、２１４に
対応する青色発光抑制部２０１、２０２を同じ構成とすることで工程の簡略化をすること
ができる。
【００２１】
　通常、液晶ディスプレイ等に用いられるカラーフィルターは、例えばバックライトであ
る白色発光をそれぞれ赤色、緑色、青色の発光成分だけを透過することで多色化する機能
を有しており、発光効率の損失が大きく、また工程が多い。この点、本実施形態における
青色発光抑制部２０１、２０２とは異なる。
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　また、本実施形態における青色発光抑制部２０１、２０２は、青色発光を吸収して蛍光
を発光する層とすることができる。赤色サブピクセル２１３のＥＬ発光の光取り出し側に
設ける青色発光抑制部２０１に、青色発光を吸収して赤色発光する蛍光材料を含むことに
より不用な青色発光の再利用を図ることができる。同様に、緑色サブピクセル２１４のＥ
Ｌ発光の光取り出し側に設ける青色発光抑制部２０２に青色発光を吸収して緑色発光する
蛍光材料を含むことにより不用な青色発光の再利用を図ることができる。
【００２２】
　赤色サブピクセル２１３に対応する青色発光抑制部２０１と緑色サブピクセル２１４に
対応する青色発光抑制部２０２は、両方とも形成することもできるが、片方だけでも構わ
ない。これは必要に応じて適宜選択することができる。
　次に、平坦化膜２０３を全面に形成する。
　次に、赤色サブピクセル２１３、緑色サブピクセル２１４、青色サブピクセル２１５に
対応する位置に第一電極２０４を形成する。次に、発光領域を区画するように隔壁２０５
を形成する。
【００２３】
　次に、正孔注入層２０６を第一電極２０４の上に形成し、次に、正孔輸送層２０７を正
孔注入層２０６の上に形成する。
　次に正孔輸送層２０７の上の赤色、緑色のサブピクセル２１３、２１４に対応する部分
にそれぞれ赤色有機発光層２０８、緑色有機発光層２０９を塗布法により形成する。
　次に、赤色、緑色のサブピクセル２１３、２１４に対応する部分の赤色有機発光層２０
８、緑色有機発光層２０９の上、および青色のサブピクセル２１５に対応する部分の正孔
輸送層２０７の上に青色有機発光層２１０を真空蒸着法により形成する。青色有機発光層
２１０は、全面に蒸着をすることで微細なメタルマスクを用いる必要がない。
【００２４】
　次に、青色有機発光層２１０の上に電子輸送層２１１を真空蒸着法により形成する。次
に、電子輸送層２１１の上に第二電極２１２を形成する。
　以上の工程を経ることで有機ＥＬディスプレイパネルが形成される。
　本実施形態における有機ＥＬディスプレイパネルは、パッシブ駆動、アクティブ駆動の
いずれにも適用することができる。
【００２５】
　図２では基板２００側に発光を取り出す構成例を示したが、本実施形態における有機Ｅ
Ｌディスプレイパネルの光取り出し方向は、基板２００側（つまり、図面下側）でも基板
２００の反対側（つまり、図面上側）でも良い。基板２００の反対側に取り出す場合は、
第二電極２１２として、透明または半透明の膜を適用し、その上に本実施形態における青
色発光抑制部２０１、２０２を配置する。
【００２６】
　以下、本実施形態に係る有機ＥＬディスプレイパネルの詳細な構成について、図２、３
を参照しながら説明する。
【００２７】
＜基板２００＞
　本発明の実施の形態に用いられる基板２００としては、有機ＥＬ素子を担持できるもの
であればよいが、アクティブマトリクス方式の場合には薄膜トランジスタを形成したＴＦ
Ｔ基板を用いる。このＴＦＴ基板について、以下、図３を参照しながら説明する。
　図３は、本発明の実施の形態に用いることができる隔壁付きＴＦＴ基板の例である。こ
のＴＦＴ基板には、ＴＦＴと有機ＥＬ表示装置の第一電極（画素電極）３０７が設けられ
ており、かつ、ＴＦＴと第一電極３０７とが電気接続している。
【００２８】
　ＴＦＴや、その上方に構成されるアクティブマトリクス駆動型有機ＥＬ表示装置は、支
持体で支持される。支持体としては、機械的強度、絶縁性を有し寸法安定性に優れた支持
体であれば如何なる材料も使用することができる。例えば、ガラスや石英、ポリプロピレ
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ン、ポリエーテルサルフォン、ポリカーボネート、シクロオレフィンポリマー、ポリアリ
レート、ポリアミド、ポリメチルメタクリレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリエ
チレンナフタレート等のプラスチックフィルムやシート、または、これらプラスチックフ
ィルムやシートに酸化珪素、酸化アルミニウム等の金属酸化物や、弗化アルミニウム、弗
化マグネシウム等の金属弗化物、窒化珪素、窒化アルミニウムなどの金属窒化物、酸窒化
珪素などの金属酸窒化物、アクリル樹脂やエポキシ樹脂、シリコーン樹脂、ポリエステル
樹脂などの高分子樹脂膜を単層もしくは積層させた透光性基材や、アルミニウムやステン
レスなどの金属箔、シート、板や、前記プラスチックフィルムやシートにアルミニウム、
銅、ニッケル、ステンレスなどの金属膜を積層させた非透光性基材などを用いることがで
きる。光取出しをどちらの面から行うかに応じて支持体の透光性を選択すればよい。これ
らの材料からなる支持体は、有機ＥＬ表示装置内への水分の侵入を避けるために、無機膜
を形成したり、フッ素樹脂を塗布したりして、防湿処理や疎水性処理を施してあることが
好ましい。特に、発光媒体層への水分の侵入を避けるために、支持体における含水率およ
びガス透過係数を小さくすることが好ましい。
【００２９】
　支持体上に設ける薄膜トランジスタは、公知の薄膜トランジスタを用いることができる
。具体的には、主として、ソース／ドレイン領域及びチャネル領域が形成される活性層３
０１、ゲート絶縁膜３０２及びゲート電極３０３から構成される薄膜トランジスタが挙げ
られる。薄膜トランジスタの構造としては、特に限定されるものではなく、例えば、スタ
ガ型、逆スタガ型、トップゲート型、コプレーナ型等が挙げられる。
【００３０】
　活性層３０１は、特に限定されるものではなく、例えば、非晶質シリコン、多結晶シリ
コン、微結晶シリコン、セレン化カドミウム等の無機半導体材料、ＺｎＯ、ＩＧＺＯ等の
金属酸化物半導体材料、又はチオフエンオリゴマー、ポリ（ｐ－フェリレンビニレン）等
の有機半導体材料により形成することができる。これらの活性層３０１は、例えば、アモ
ルファスシリコンをプラズマＣＶＤ法により積層し、イオンドーピングする方法；ＳｉＨ

４ガスを用いてＬＰＣＶＤ法によりアモルファスシリコンを形成し、固相成長法によりア
モルファスシリコンを結晶化してポリシリコンを得た後、イオン打ち込み法によりイオン
ドーピングする方法；Ｓｉ２Ｈ６ガスを用いてＬＰＣＶＤ法により、また、ＳｉＨ４ガス
を用いてＰＥＣＶＤ法によりアモルファスシリコンを形成し、エキシマレーザー等のレー
ザーによりアニールし、アモルファスシリコンを結晶化してポリシリコンを得た後、イオ
ンドーピング法によりイオンドーピングする方法（低温プロセス）；減圧ＣＶＤ法又はＬ
ＰＣＶＤ法によりポリシリコンを積層し、１０００℃以上で熱酸化してゲート絶縁膜３０
２を形成し、その上にｎ＋ポリシリコンのゲート電極３０５を形成し、その後、イオン打
ち込み法によりイオンドーピングする方法（高温プロセス）等が挙げられる。
【００３１】
　ゲート絶縁膜３０２としては、通常、ゲート絶縁膜として使用されているものを用いる
ことができ、例えば、ＰＥＣＶＤ法、ＬＰＣＶＤ法等により形成されたＳｉＯ２や、ポリ
シリコン膜を熱酸化して得られるＳｉＯ２等を用いることができる。
　ゲート電極３０５としては、通常、ゲート電極として使用されているものを用いること
ができ、例えば、アルミ、銅等の金属；チタン、タンタル、タングステン等の高融点金属
；ポリシリコン；高融点金属のシリサイド；ポリサイド；等が挙げられる。
【００３２】
　薄膜トランジスタは、シングルゲート構造、ダブルゲート構造、ゲート電極が３つ以上
のマルチゲート構造であってもよい。また、ＬＤＤ構造、オフセット構造を有していても
よい。さらに、１つの画素中に２つ以上の薄膜トランジスタが配置されていてもよい。
　本実施形態に係る表示装置は、薄膜トランジスタが有機ＥＬ表示装置のスイッチング素
子として機能するように接続されている必要があり、トランジスタのドレイン電極３０４
と有機ＥＬ表示装置の画素電極３０７が電気的に接続されている。
【００３３】
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＜青色発光抑制部２０１、２０２＞
　青色発光抑制部２０１、２０２には、公知の青色発光を吸収する材料、層構成から適宜
選択することができる。例えば、青色発光成分を選択的に吸収する色素を分散させた着色
組成物の膜を適用することができる。色素には、染料系、顔料系のものが適用できる。ま
た、誘電体多層膜等の光学薄膜を適用することも可能である。
【００３４】
　色素としては、例えば黄色顔料を用いることができ、黄色顔料としてはＣ．Ｉ．Ｐｉｇ
ｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１、２、３、４、５、６、１０、１２、１３、１４、１５、１
６、１７、１８、２０、２４、３１、３２、３４、３５、３５：１、３６、３６：１、３
７、３７：１、４０、４２、４３、５３、５５、６０、６１、６２、６３、６５、７３、
７４、７７、８１、８３、８６、９３、９４、９５、９７、９８、１００、１０１、１０
４、１０６、１０８、１０９、１１０、１１３、１１４、１１５、１１６、１１７、１１
８、１１９、１２０、１２３、１２５、１２６、１２７、１２８、１２９、１３７、１３
８、１３９、１４４、１４６、１４７、１４８、１５０、１５１、１５２、１５３、１５
４、１５５、１５６、１６１、１６２、１６４、１６６、１６７、１６８、１６９、１７
０、１７１、１７２、１７３、１７４、１７５、１７６、１７７、１７９、１８０、１８
１、１８２、１８５、１８７、１８８、１９３、１９４、１９９、２１３、２１４等が挙
げられる。
【００３５】
　青色発光抑制部２０１、２０２（図３では青色発光抑制部３１１）の形成方法としては
公知の方法を適宜選択することができるが、例えば塗布法、転写法、蒸着法、等の方法を
用いることができる。また、パターニング方法としては公知の方法を適宜選択することが
できるが、例えばフォトリソグラフィを用いた方法が適用できる。また、インクジェット
法を用いてパターニングすることも可能である。
【００３６】
　フォトリソグラフィを用いる場合、透明樹脂中に色素を、光開始剤、重合性モノマーと
共に適当な溶剤に分散させた着色感光性組成物を透明基板上に塗布成膜して着色感光性組
成物層を形成し、着色感光性組成物層にパターン露光、現像することが好適に用いること
ができる。
　透明樹脂は、可視光領域の４００～７００ｎｍの全波長領域において透過率が好ましく
は８０％以上、より好ましくは９５％以上の樹脂である。透明樹脂には、熱可塑性樹脂、
熱硬化性樹脂、および感光性樹脂が含まれる。透明樹脂には、必要に応じて、その前駆体
である、放射線照射により硬化して透明樹脂を生成するモノマーもしくはオリゴマーを単
独で、または２種以上混合して用いることができる。また、当該透明樹脂は、オーバーコ
ート層として使用することができる。
【００３７】
　熱可塑性樹脂としては、例えば、ブチラール樹脂、スチレンーマレイン酸共重合体、塩
素化ポリエチレン、塩素化ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、塩化ビニル－酢酸ビニル共
重合体、ポリ酢酸ビニル、ポリウレタン系樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル系樹脂、ア
ルキッド樹脂、ポリスチレン、ポリアミド樹脂、ゴム系樹脂、環化ゴム系樹脂、セルロー
ス類、ポリエチレン、ポリブタジエン、ポリイミド樹脂等が挙げられる。
【００３８】
　また、熱硬化性樹脂としては、例えば、エポキシ樹脂、ベンゾグアナミン樹脂、ロジン
変性マレイン酸樹脂、ロジン変性フマル酸樹脂、メラミン樹脂、尿素樹脂、フェノール樹
脂等が挙げられる。
　感光性樹脂としては、水酸基、カルボキシル基、アミノ基等の反応性の置換基を有する
線状高分子にイソシアネート基、アルデヒド基、エポキシ基等の反応性置換基を有する（
メタ）アクリル化合物やケイヒ酸を反応させて、（メタ）アクリロイル基、スチリル基等
の光架橋性基を該線状高分子に導入した樹脂が用いられる。また、スチレン－無水マレイ
ン酸共重合物やα－オレフィン－無水マレイン酸共重合物等の酸無水物を含む線状高分子
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をヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート等の水酸基を有する（メタ）アクリル化合物
によりハーフエステル化したものも用いられる。
【００３９】
　用いることのできる重合性モノマーおよびオリゴマーとしては、メチル（メタ）アクリ
レート、エチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、２
－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、β
－カルボキシエチル（メタ）アクリレート、ジエチレングリコールジ（メタ）アクリレー
ト、１，６－ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、トリエチレングリコールジ（メ
タ）アクリレート、トリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリメチロール
プロパントリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、
１，６－ヘキサンジオールジグリシジルエーテルジ（メタ）アクリレート、ビスフェノー
ルＡジグリシジルエーテルジ（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリコールジグリシジ
ルエーテルジ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレー
ト、トリシクロデカニル（メタ）アクリレート、エステルアクリレート、メチロール化メ
ラミンの（メタ）アクリル酸エステル、エポキシ（メタ）アクリレート、ウレタンアクリ
レート等の各種アクリル酸エステルおよびメタクリル酸エステル、（メタ）アクリル酸、
スチレン、酢酸ビニル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、エチレングリコールジビニル
エーテル、ペンタエリスリトールトリビニルエーテル、（メタ）アクリルアミド、Ｎ－ヒ
ドロキシメチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－ビニルホルムアミド、アクリロニトリル等
が挙げられる。これらは、単独でまたは２種類以上混合して用いることができる。
【００４０】
　紫外線照射により硬化する場合には、光重合開始剤等が添加される。光重合開始剤とし
ては、４－フェノキシジクロロアセトフェノン、４－ｔ－ブチル－ジクロロアセトフェノ
ン、ジエトキシアセトフェノン、１－（４－イソプロピルフェニル）－２－ヒドロキシ－
２－メチルプロパン－１－オン、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、２－ベ
ンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルフォリノフェニル）－ブタン－１－オン等
のアセトフェノン系化合物、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチル
エーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンジルジメチルケタール等のベンゾイン
系化合物、ベンゾフェノン、ベンゾイル安息香酸、ベンゾイル安息香酸メチル、４－フェ
ニルベンゾフェノン、ヒドロキシベンゾフェノン、アクリル化ベンゾフェノン、４－ベン
ゾイル－４’－メチルジフェニルサルファイド、３，３’，４，４’－テトラ（ｔ－ブチ
ルパーオキシカルボニル）ベンゾフェノン等のベンゾフェノン系化合物、チオキサントン
、２－クロルチオキサントン、２－メチルチオキサントン、イソプロピルチオキサントン
、２，４－ジイソプロピルチオキサントン、２，４－ジエチルチオキサントン等のチオキ
サントン系化合物、２，４，６－トリクロロ－ｓ－トリアジン、２－フェニル－４，６－
ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（ｐ－メトキシフェニル）－４，６－
ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（ｐ－トリル）－４，６－ビス（トリ
クロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－ピペロニル－４，６－ビス（トリクロロメチル）
－ｓ－トリアジン、２，４－ビス（トリクロロメチル）－６－スチリル－ｓ－トリアジン
、２－（ナフト－１－イル）－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２
－（４－メトキシ－ナフト－１－イル）－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリ
アジン、２，４－トリクロロメチル－（ピペロニル）－６－トリアジン、２，４－トリク
ロロメチル（４’－メトキシスチリル）－６－トリアジン等のトリアジン系化合物、１，
２－オクタンジオン，１－〔４－（フェニルチオ）－，２－（Ｏ－ベンゾイルオキシム）
〕、Ｏ－（アセチル）－Ｎ－（１－フェニル－２－オキソ－２－（４’－メトキシ－ナフ
チル）エチリデン）ヒドロキシルアミン等のオキシムエステル系化合物、ビス（２，４，
６－トリメチルベンゾイル）フェニルホスフィンオキサイド、２，４，６－トリメチルベ
ンゾイルジフェニルホスフィンオキサイド等のホスフィン系化合物、９，１０－フェナン
スレンキノン、カンファーキノン、エチルアントラキノン等のキノン系化合物、ボレート
系化合物、カルバゾール系化合物、イミダゾール系化合物、チタノセン系化合物等が用い
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られる。これらの光重合開始剤は、１種または２種以上混合して用いることができる。光
重合開始剤の使用量は、着色組成物の全固形分量を基準として０．５～５０重量％が好ま
しく、より好ましくは３～３０重量％である。
【００４１】
　さらに、増感剤として、トリエタノールアミン、メチルジエタノールアミン、トリイソ
プロパノールアミン、４－ジメチルアミノ安息香酸メチル、４－ジメチルアミノ安息香酸
エチル、４－ジメチルアミノ安息香酸イソアミル、安息香酸２－ジメチルアミノエチル、
４－ジメチルアミノ安息香酸２－エチルヘキシル、Ｎ，Ｎ－ジメチルパラトルイジン、４
，４’－ビス（ジメチルアミノ）ベンゾフェノン、４，４’－ビス（ジエチルアミノ）ベ
ンゾフェノン、４，４’－ビス（エチルメチルアミノ）ベンゾフェノン等のアミン系化合
物を併用することもできる。これらの増感剤は、１種または２種以上混合して用いること
ができる。増感剤の使用量は、光重合開始剤と増感剤の合計量を基準として０．５～６０
重量％が好ましく、より好ましくは３～４０重量％である。
【００４２】
　さらに、連鎖移動剤としての働きをする多官能チオールを含有させることができる。多
官能チオールは、チオール基を２個以上有する化合物であればよく、例えば、ヘキサンジ
チオール、デカンジチオール、１，４－ブタンジオールビスチオプロピオネート、１，４
－ブタンジオールビスチオグリコレート、エチレングリコールビスチオグリコレート、エ
チレングリコールビスチオプロピオネート、トリメチロールプロパントリスチオグリコレ
ート、トリメチロールプロパントリスチオプロピオネート、トリメチロールプロパントリ
ス（３－メルカプトブチレート）、ペンタエリスリトールテトラキスチオグリコレート、
ペンタエリスリトールテトラキスチオプロピオネート、トリメルカプトプロピオン酸トリ
ス（２－ヒドロキシエチル）イソシアヌレート、１，４－ジメチルメルカプトベンゼン、
２、４、６－トリメルカプト－ｓ－トリアジン、２－（Ｎ，Ｎ－ジブチルアミノ）－４，
６－ジメルカプト－ｓ－トリアジン等が挙げられる。これらの多官能チオールは、１種ま
たは２種以上混合して用いることができる。多官能チオールの使用量は、着色組成物の全
固形分量を基準として０．１～３０重量％が好ましく、より好ましくは１～２０重量％で
ある。０．１質量％未満では多官能チオールの添加効果が不充分であり、３０質量％を越
えると感度が高すぎて逆に解像度が低下する。
【００４３】
　また、必要に応じて有機溶剤を含有することができる。有機溶剤としては、例えばシク
ロヘキサノン、エチルセロソルブアセテート、ブチルセロソルブアセテート、１－メトキ
シ－２－プロピルアセテート、ジエチレングリコールジメチルエーテル、エチルベンゼン
、エチレングリコールジエチルエーテル、キシレン、エチルセロソルブ、メチル－ｎアミ
ルケトン、プロピレングリコールモノメチルエーテルトルエン、メチルエチルケトン、酢
酸エチル、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、ブタノール、イソブチル
ケトン、石油系溶剤等が挙げられ、これらを単独でもしくは混合して用いる。
【００４４】
　また、青色発光抑制部２０１、２０２には、青色発光を吸収して蛍光を発光する公知の
蛍光材料を適宜選択して適用することができる。蛍光材料としては、無機蛍光材料、有機
蛍光材料が適用できる。蛍光材料の例として、ローダミン系、シアニン系、ナフタルイミ
ド系、ペリレン系、クマリン系、キナクリドン系、等の化合物が挙げられる。
【００４５】
＜平坦化膜２０３＞
　青色発光抑制部２０１、２０２を形成した上には、適宜、平坦化膜２０３（図３では平
坦化膜３１０）を形成することができる。
　平坦化膜２０３には、透明な樹脂が好適に用いられる。樹脂としては、公知の材料から
適宜選択できるが、例えば、アクリル樹脂、ポリイミド、ポリカーボネート、ポリスチレ
ン、ポリエチレンテレフタレート、等が挙げられる。
　平坦化膜２０３の形成方法としては、公知の方法を適宜選択することができるが、塗布
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法が好ましい。
【００４６】
＜画素電極（第一電極）２０４＞
　基板２００の上に画素電極２０４（図３では画素電極３０７）を成膜し、必要に応じて
パターニングをおこなう。画素電極２０４の材料としては、ＩＴＯ（インジウムスズ複合
酸化物）やインジウム亜鉛複合酸化物、亜鉛アルミニウム複合酸化物などの金属複合酸化
物や、金、白金などの金属材料や、これら金属酸化物や金属材料の微粒子をエポキシ樹脂
やアクリル樹脂などに分散した微粒子分散膜を、単層もしくは積層したものをいずれも使
用することができる。画素電極２０４を陽極とする場合にはＩＴＯなど仕事関数の高い材
料を選択することが好ましい。下方から光を取り出す、いわゆるボトムエミッション構造
の場合は透光性のある材料を選択する必要がある。画素電極２０４の形成方法としては、
材料に応じて、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、反応性蒸着法、イオンプレーティン
グ法、スパッタリング法などの乾式成膜法や、グラビア印刷法、スクリーン印刷法などの
湿式成膜法などを用いることができる。画素電極２０４のパターニング方法としては、材
料や成膜方法に応じて、マスク蒸着法、フォトリソグラフィ法、ウェットエッチング法、
ドライエッチング法などの既存のパターニング法を用いることができる。本実施形態にお
いては、フォトリソグラフィー法が好ましい。
【００４７】
＜隔壁２０５＞
　隔壁２０５（図３では隔壁３０８）は、画素に対応した発光領域を区画するように形成
する。塗布法により有機発光層２０８、２０９を形成する際に有機材料を溶かした溶液を
入れるための開口部を形成するために隔壁は形成される。
　隔壁２０５の形成方法としては、平坦化膜２０３上に無機膜を一様に形成し、レジスト
でマスキングした後、ドライエッチングを行う方法や、平坦化膜２０３上に感光性樹脂を
積層し、フォトリソ法により所定のパターンとする方法が挙げられる。隔壁２０５の好ま
しい高さは０．１μｍ～１０μｍであり、より好ましくは０．５μｍ～４μｍ程度である
。高すぎると対向電極（第二電極）２１２の形成及び封止を妨げ、低すぎると発光媒体層
形成時に隣接する画素と混色してしまうからである。隔壁２０５としては、感光性樹脂が
好適に用いることができる。感光性樹脂としては、ポジ型レジスト、ネガ型レジストのど
ちらでもよく、具体的にはポリイミド系、アクリル樹脂系、ノボラック樹脂系の感光性樹
脂が挙げられる。必要に応じて撥水剤を添加したり、プラズマやＵＶを照射して形成後に
インクに対する撥液性を付与することもできる。
【００４８】
＜有機ＥＬ素子＞
　有機ＥＬ素子の一例として、第一電極２０４上に、発光媒体層として正孔注入層２０６
、正孔輸送層２０７、有機発光層２０８、２０９、２１０、電子輸送層２１１が順次設け
られ、さらに第二電極２１２が形成された構成が挙げられる。電極間に挟まれたこれらの
層は一部省略することも可能であり、また、さらに正孔ブロック層等の層を追加すること
も可能であり、公知のものから適宜選択される。
【００４９】
＜正孔注入層２０６＞
　正孔注入層２０６は、第一電極２０４から正孔を注入する機能を有する。正孔注入層２
０６の物性値としては、第一電極２０４の仕事関数と同等以上の仕事関数を有することが
好ましい。これは第一電極２０４から効率的に正孔注入を行うためである。第一電極２０
４の材料により異なるが４．５ｅＶ以上６．５ｅＶ以下を用いることができ、第一電極２
０４がＩＴＯやＩＺＯの場合、５．０ｅＶ以上６．０ｅＶ以下が好適に用いることが可能
である。正孔注入層２０６の比抵抗に関しては、膜厚３０ｎｍ以上の状態で、１×１０３

～２×１０６Ω・ｍであることが好ましく、より好ましくは５×１０３～１×１０６Ω・
ｍである。また、ボトムエミッション構造では第一電極２０４側から放出光を取り出すた
め、光透過性が低いと取り出し効率が低下してしまうため、可視光波長領域の全平均で７



(13) JP 2014-164829 A 2014.9.8

10

20

30

40

50

５％以上が好ましく、８５％以上ならば好適に用いることが可能である。
【００５０】
　正孔注入層２０６を構成する材料としては、例えば、ポリアニリン、ポリチオフェン、
ポリビニルカルバゾール、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）とポリスチレン
スルホン酸との混合物等の高分子材料を用いることができる。この他にも、導電率が１０
－２Ｓ／ｃｍ以上１０－６Ｓ／ｃｍ以下である導電性高分子を好ましく用いることができ
る。高分子材料は、湿式法による成膜工程に使用可能である。このため、正孔注入層２０
６を形成する際に高分子材料を用いることが好ましい。このような高分子材料は、水又は
溶剤によって分散或いは溶解され、分散液又は溶液として使用される。
【００５１】
　また、正孔注入層材料として、無機材料を用いる場合、Ｃｕ２Ｏ、Ｃｒ２Ｏ３、Ｍｎ２

Ｏ３、ＦｅＯｘ（ｘ～０．１）、ＮｉＯ、ＣｏＯ、Ｂｉ２Ｏ３、ＳｎＯ２、ＴｈＯ２、Ｎ
ｂ２Ｏ５、Ｐｒ２Ｏ３、Ａｇ２Ｏ、ＭｏＯ２、ＺｎＯ、ＴｉＯ２、Ｖ２Ｏ５、Ｎｂ２Ｏ５

、Ｔａ２Ｏ５、ＭｏＯ３、ＷＯ３、ＭｎＯ２等を用いることができる。
【００５２】
　正孔注入層２０６を形成する方法としては、第一電極２０４上の表示領域全面にスリッ
トコート法、スピンコート法、ダイコート法、ディッピング法、ブレードコート法、又は
スプレー法等の簡便な方法で一括形成することもできるが、凸版印刷法、グラビア印刷法
、スクリーン印刷法などの湿式成膜法など既存の成膜法を用いることもできる。正孔注入
層２０６を形成する際には、上記正孔注入層材料が、水、有機溶剤、或いはこれらの混合
溶剤に溶解されたインキ（液体材料）が用いられる。有機溶剤としては、トルエン、キシ
レン、アニソール、メシチレン、テトラリン、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイ
ソブチルケトン、シクロヘキサノン、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール
、酢酸エチル、酢酸ブチル等が使用できる。また、インキには、界面活性剤、酸化防止剤
、粘度調整剤、紫外線吸収剤等を添加してもよい。正孔注入層２０６が無機材料である場
合には抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、反応性蒸着法、イオンプレーティング法、ス
パッタリング法等のドライプロセスを用いて形成することができる。
【００５３】
＜正孔輸送層２０７＞
　正孔輸送層２０７は、有機発光層２０８、２０９、２１０と正孔注入層２０６との間に
積層することで、正孔を有機発光層２０８、２０９、２１０に輸送するとともに電子ブロ
ック性と励起子ブロック性を有することで素子の発光効率、寿命を向上させる機能を有す
る。
　正孔輸送層２０７の材料としては、公知の材料から適宜選択することが可能であるが、
例えば、ポリビニルカルバゾール若しくはその誘導体、側鎖若しくは主鎖に芳香族アミン
を有するポリアリーレン誘導体、ポリフルオレン誘導体、等が挙げられる。
【００５４】
　これらの有機材料は、溶媒に溶解または安定に分散させ正孔輸送層２０７のインキとな
る。正孔輸送層材料を溶解または分散する溶媒としては、トルエン、キシレン、アセトン
、アニソール、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノンなどの
単独またはこれらの混合溶媒が上げられる。中でもトルエン、キシレン、アニソールとい
った芳香族有機溶媒が正孔輸送層材料の溶解性の面から好適である。また、正孔輸送層イ
ンキには必要に応じて、界面活性剤、酸化防止剤、粘度調整剤、紫外線吸収剤等が添加さ
れてもよい。
【００５５】
　これら正孔輸送層材料としては、正孔注入層２０６よりも仕事関数が同等以上の材料を
選択することが好ましく、更に有機発光層２０８、２０９、２１０よりも仕事関数が同等
以下であることがより好ましい。これは正孔注入層２０６から有機発光層２０８、２０９
、２１０へのキャリア注入時に不必要な注入障壁を形成しないためである。また有機発光
層２０８、２０９、２１０から発光に寄与できなかった電荷を閉じ込める効果を得るため
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、バンドギャップが３．０ｅＶ以上であることが好ましく、より好ましくは３．５ｅＶ以
上であると好適に用いることができる。
【００５６】
　正孔輸送層２０７の形成法としては、第一電極２０４上の表示領域全面にスリットコー
ト法、スピンコート法、ダイコート法、ディッピング法、又はスプレー法等の簡便な方法
で一括形成することもできるが、凸版印刷法、グラビア印刷法、スクリーン印刷法などの
湿式成膜法など既存の成膜法を用いることもできる。
【００５７】
＜有機発光層２０８、２０９、２１０＞
　正孔輸送層２０７の形成後、有機発光層２０８、２０９、２１０を形成する。有機発光
層２０８、２０９、２１０は、電流を通すことにより発光する層である。
　有機発光層２０８、２０９を形成する有機発光材料は、例えば、９，１０－ジアリール
アントラセン誘導体、ピレン、コロネン、ルブレン、１，１，４，４－テトラフェニルブ
タジエン、トリス（８－キノラート）アルミニウム錯体、トリス（４－メチル－８－キノ
ラート）アルミニウム錯体、ビス（８－キノラート）亜鉛錯体、トリス（４－メチル－５
－トリフルオロメチル－８－キノラート）アルミニウム錯体、トリス（４－メチル－５－
シアノ－８－キノラート）アルミニウム錯体、ビス（２－メチル－５－トリフルオロメチ
ル－８－キノリノラート）［４－（４－シアノフェニル）フェノラート］アルミニウム錯
体、ビス（２－メチル－５－シアノ－８－キノリノラート）［４－（４－シアノフェニル
）フェノラート］アルミニウム錯体、トリス（８－キノリノラート）スカンジウム錯体、
ビス［８－（パラ－トシル）アミノキノリン］亜鉛錯体及びカドミウム錯体、１，２，３
，４－テトラフェニルシクロペンタジエン、クマリン系、ペリレン系、ピラン系、アンス
ロン系、ポルフィレン系、キナクリドン系、Ｎ，Ｎ’－ジアルキル置換キナクリドン系、
ナフタルイミド系、Ｎ，Ｎ’－ジアリール置換ピロロピロール系、イリジウム錯体系など
の低分子系発光材料が使用できるが、本発明ではこれらに限定されるわけではない。
【００５８】
　また、ポリアリーレン系、ポリアリーレンビニレン系やポリフルオレン系の高分子材料
が挙げられる。
　有機発光層２０８、２０９には、マトリクスポリマーを含むことができる。マトリクス
ポリマーとしては、例えば、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレー
ト、ポリプロピレン、ポリエーテルサルフォン、シクロオレフィンポリマー、ポリアリレ
ート、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等を好適に
用いることができる。
【００５９】
　これらの有機発光材料は溶媒に溶解または安定に分散させ有機発光インキとなる。有機
発光材料を溶解または分散する溶媒としては、トルエン、キシレン、アセトン、アニソー
ル、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノンなどの単独または
これらの混合溶媒が上げられる。中でもトルエン、キシレン、アニソールといった芳香族
有機溶媒が有機発光材料の溶解性の面から好適である。また、有機発光インキには必要に
応じて、界面活性剤、酸化防止剤、粘度調整剤、紫外線吸収剤等が添加されてもよい。
【００６０】
　青色有機発光層２１０には公知の青色発光材料から適宜選択することができるが、真空
蒸着可能な低分子材料が好ましい。例えば、アントラセン誘導体、ナフタレン誘導体、ピ
レン誘導体、スチリルアミン誘導体、金属錯体系、等が挙げられる。
　赤色、緑色の有機発光層２０８、２０９の形成法としては、ウェット成膜法が好ましく
、パターニング成膜にはインクジェット法、ノズルプリント法、凸版印刷法、グラビア印
刷法、スクリーン印刷法などのウェット成膜法など既存の成膜法を用いることができる。
特に、凸版印刷法が好ましい。
　青色有機発光層２１０の形成法としては、ドライ成膜法が好ましく、真空蒸着法が特に
好ましい。
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【００６１】
＜電子注入層＞
　有機発光層２０８、２０９、２１０を形成した後、正孔ブロック層や電子注入層等を形
成することができる。正孔ブロック層および電子注入層に用いる材料としては、一般に電
子輸送材料として用いられているものであれば良く、トリアゾール系、オキサゾール系、
オキサジアゾール系、シロール系、ボロン系等の低分子系材料、フッ化リチウムや酸化リ
チウム等のアルカリ金属やアルカリ土類金属の塩や酸化物等を用いて真空蒸着法による成
膜が可能である。
【００６２】
＜対向電極２１２＞
　次に、対向電極（第二電極）２１２を形成する。対向電極２１２を陰極とする場合には
、有機発光層２０８、２０９、２１０への電子注入効率の高い、仕事関数の低い物質を用
いる。具体的にはＭｇ、Ａｌ、Ｙｂ等の金属単体を用いたり、発光媒体層と接する界面に
Ｌｉや酸化Ｌｉ、ＬｉＦ等の化合物を１ｎｍ程度挟んで、安定性・導電性の高いＡｌやＣ
ｕを積層して用いてもよい。または電子注入効率と安定性を両立させるため、仕事関数が
低いＬｉ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｌａ、Ｃｅ、Ｅｒ、Ｅｕ、Ｓｃ、Ｙ、Ｙｂ等の金属１種以
上と、安定なＡｇ、Ａｌ、Ｃｕ等の金属元素との合金系を用いてもよい。具体的にはＭｇ
Ａｇ、ＡｌＬｉ、ＣｕＬｉ等の合金が使用できる。
　対向電極２１２の形成方法は、材料に応じて、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、反
応性蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法を用いることができる。
【００６３】
＜封止＞
　有機ＥＬ表示装置としては電極間に発光材料を挟み、電流を流すことで発光させること
が可能であるが、有機発光材料は大気中の水分や酸素によって容易に劣化してしまうため
通常は外部と遮断するための封止をする。
【００６４】
＜缶封止＞
　封止は、例えば封止缶を基板２００上に接着しても良い。封止缶としては、ガスの透過
性の低いものである必要があり、その材質は、ガラス、あるいはステンレス等の金属、等
を用いることができる。接着剤としては、ＵＶ硬化性の接着剤が好ましい。
【００６５】
＜パッシベーション層＞
　有機ＥＬ素子を外部からの酸素や水分から保護するために、対向電極２１２上にパッシ
ベーション層を形成しても良い。パッシベーション層としては、酸化珪素、酸化アルミニ
ウム等の金属酸化物、弗化アルミニウム、弗化マグネシウム等の金属弗化物、窒化珪素、
窒化アルミニウム、窒化炭素などの金属窒化物、酸窒化珪素などの金属酸窒化物、炭化ケ
イ素などの金属炭化物、必要に応じて、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、
ポリエステル樹脂などの高分子樹脂膜との積層膜を用いてもよいが、特に、バリア性と透
明性の面から、酸化ケイ素、酸窒化ケイ素、窒化ケイ素を用いることが好ましく、さらに
は、膜密度を可変した積層膜や勾配膜を使用することにより、段差被覆性とバリア性を両
立する膜となる。
【００６６】
　パッシベーション層の形成方法としては、材料に応じて、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム
蒸着法、反応性蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法、ＣＶＤ法を用いる
ことができるが、特に、バリア性や段差被覆性の面、さらには成膜条件により膜密度や膜
組成を容易に可変できることから、ＣＶＤ法を用いることが好ましい。ＣＶＤ法としては
、熱ＣＶＤ法、プラズマＣＶＤ法、触媒ＣＶＤ法、ＶＵＶ－ＣＶＤ法などを用いることが
できる。また、ＣＶＤ法における反応ガスとしては、モノシランや、ヘキサメチルジシラ
ザン（ＨＭＤＳ）やテトラエトキシシランなどの有機シリコン化合物に、Ｎ２、Ｏ２、Ｎ
Ｈ３、Ｈ２、Ｎ２Ｏなどのガスを必要に応じて添加してもよく、必要に応じて、シランな
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どのガス流量や、プラズマ電力を変えることにより膜密度を変化させてもよく、使用する
反応性ガスにより膜中に水素や炭素が含有させることもできる。
　パッシベーション層の膜厚としては、５μｍ以下、より好ましくは１μｍ以下とするこ
とが好ましい。
【００６７】
＜封止体＞
　封止のために、封止材上に樹脂層を設けてこれを貼り合わせることもできる。
　封止材としては、水分や酸素の透過性が低い基材である必要がある。また、材料の一例
として、アルミナ、窒化ケイ素、窒化ホウ素等のセラミックス、無アルカリガラス、アル
カリガラス等のガラス、石英、耐湿性フィルムなどを挙げることができる。耐湿性フィル
ムの例として、プラスチック基材の両面にＳｉＯｘをＣＶＤ法で形成したフィルムや、透
過性の小さいフィルムと吸水性のあるフィルムまたは吸水剤を塗布した重合体フィルムな
どがあり、耐湿性フィルムの水蒸気透過率は、１０－６ｇ／ｍ２／ｄａｙ以下であること
が好ましい。
【００６８】
　樹脂層の材料の一例として、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、シリコーン樹脂などか
らなる光硬化型接着性樹脂、熱硬化型接着性樹脂、２液硬化型接着性樹脂や、エチレンエ
チルアクリレート（ＥＥＡ）ポリマー等のアクリル系樹脂、エチレンビニルアセテート（
ＥＶＡ）等のビニル系樹脂、ポリアミド、合成ゴム等の熱可塑性樹脂や、ポリエチレンや
ポリプロピレンの酸変性物などの熱可塑性接着性樹脂を挙げることができる。樹脂層を封
止材の上に形成する方法の一例として、溶剤溶液法、押出ラミ法、溶融・ホットメルト法
、カレンダー法、ノズル塗布法、スクリーン印刷法、真空ラミネート法、熱ロールラミネ
ート法などを挙げることができる。必要に応じて吸湿性や吸酸素性を有する材料を含有さ
せることもできる。封止材上に形成する樹脂層の厚みは、封止する有機ＥＬ表示装置の大
きさや形状により任意に決定されるが、５～５００μｍ程度が望ましい。なお、ここでは
封止材上に樹脂層として形成したが直接有機ＥＬ表示装置側に形成することもできる。
【００６９】
　最後に、有機ＥＬ表示装置と封止体との貼り合わせを封止室で行う。封止体を、封止材
と樹脂層の２層構造とし、樹脂層に熱可塑性樹脂を使用した場合は、加熱したロールで圧
着のみ行うことが好ましい。熱硬化型接着樹脂を使用した場合は、加熱したロールで圧着
した後、さらに硬化温度で加熱硬化を行うことが好ましい。光硬化性接着樹脂を使用した
場合は、ロールで圧着した後、さらに光を照射することで硬化を行うことができる。
【実施例】
【００７０】
［実施例１］
　以下、本発明の実施例について図２を参照しつつ説明する。
　基板２００として、支持体上に設けられたスイッチング素子として機能する薄膜トラン
ジスタ（ＴＦＴ）を備えたアクティブマトリクス基板を用いた。基板２００のサイズは２
００ｍｍ×２００ｍｍでその中に対角５インチ、画素数は３２０×２４０のディスプレイ
が中央に配置されている。
【００７１】
　基板２００上に、感光性樹脂中に青色発光を吸収する材料である顔料（Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇ
ｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１３９）を分散させた着色組成物を、スピンコート法により塗
布し、フォトマスクを介して所定のパターン露光およびアルカリ現像を着色組成物に行う
ことにより、赤色サブピクセル２１３、緑色サブピクセル２１４に対応する部分に青色発
光抑制部２０１、２０２のパターンを形成した。
【００７２】
　この上に感光性の平坦化材をコートし、平坦化膜２０３を形成した。その後、フォトリ
ソグラフィ法を用いてパターニングを行い、ＴＦＴのドレイン電極と接続するためのコン
タクトホールを開けた。
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　この上に画素電極２０４を形成した。画素電極２０４としてＩＴＯを用いた。ＩＴＯ膜
を平坦化膜２０３上にスパッタリングにより形成し、パターニングした。膜厚は４０ｎｍ
とした。次に、画素電極２０４の端部を被覆し画素を区画するような形状で隔壁２０５を
形成した。隔壁２０５の形成は、ポジレジストを用いて、スピンコート法にて基板２００
全面に厚み２μｍで形成した後、フォトリソグラフィ法を用いてパターニングした。
【００７３】
　次に、正孔注入層２０６として、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）とポリ
スチレンスルホン酸との混合物を赤色、緑色、青色のサブピクセル２１３、２１４、２１
５全体にダイコート法により５０ｎｍの膜厚で形成した。
　次に、正孔輸送層２０７として、ポリフルオレン誘導体を赤色、緑色、青色のサブピク
セル２１３、２１４、２１５全体にダイコート法により形成し、加熱処理をすることによ
り不溶化した。加熱処理後の正孔輸送層２０７の膜厚は２０ｎｍであった。
【００７４】
　次に、赤色有機発光材料であるポリフルオレン誘導体を濃度２％になるようにトルエン
に溶解させた有機発光インキを用い、この基板２００を印刷機にセッティングし、赤色サ
ブピクセル２１３に赤色有機発光層２０８を凸版印刷法で印刷を行った。印刷、乾燥後の
赤色有機発光層２０８の膜厚は５０ｎｍとなった。
　次に、緑色有機発光材料であるポリフルオレン誘導体を濃度２％になるようにトルエン
に溶解させた有機発光インキを用い、この基板２００を印刷機にセッティングし、緑色サ
ブピクセル２１４に緑色有機発光層２０９を凸版印刷法で印刷を行った。印刷、乾燥後の
緑色有機発光層２０９の膜厚は５５ｎｍとなった。
【００７５】
　次に、青色有機発光層２１０として、赤色、緑色、青色のサブピクセル２１３、２１４
、２１５全体に真空蒸着法によりアントラセン誘導体とスチリルアミン誘導体を９４：６
の比率で共蒸着して４０ｎｍの膜厚で形成した。サブピクセル２１３、２１４、２１５全
体に形成するので微細なメタルマスクは用いていない。
　次に、電子輸送層２１１として、赤色、緑色、青色のサブピクセル２１３、２１４、２
１５全体に真空蒸着法により２，２′，２″－（１，３，５－ベンゼントリイル）トリス
（１－フェニル－１Ｈ－ベンゾイミダゾール）（ＴＰＢｉ）を１５ｎｍの膜厚で形成した
。サブピクセル２１３、２１４、２１５全体に形成するので微細なメタルマスクは用いて
いない。
【００７６】
　次に、対向電極（陰極）２１２として、真空蒸着法でＬｉＦを０．５ｎｍ成膜し、その
後アルミニウム膜を１５０ｎｍ成膜した。
　その後、これらの有機ＥＬ構成体を、外部の酸素や水分から保護するために、ガラスキ
ャップと接着剤を用いて密閉封止した。
　こうして得られたアクティブマトリクス駆動型有機ＥＬ表示装置を駆動したところ、良
好に駆動を行うことができた。
【００７７】
　このパネルを発光させたときのパネル輝度測定から、赤色サブピクセル２１３の特性は
効率１１ｃｄ／Ａ、緑色サブピクセル２１４の特性は効率１２ｃｄ／Ａ、青色サブピクセ
ル２１５の特性は効率５．７ｃｄ／Ａであった。赤色サブピクセル２１３からの発光スペ
クトルには青色領域にピークは見られず、色度は（０．６５，０．３５）であった。また
、緑色サブピクセル２１４からの発光スペクトルにも青色領域にピークは見られず、色度
は（０．２９，０．６３）であった。
【００７８】
［比較例１］
　青色発光抑制部２０１、２０２を形成していない以外は、実施例１と同様にして、アク
ティブマトリクス駆動型有機ＥＬ表示装置を作製した。
　こうして得られたアクティブマトリクス駆動型有機ＥＬ表示装置を駆動したところ、良
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好に駆動を行うことができた。
【００７９】
　このパネルを発光させたときのパネル輝度測定から、赤色サブピクセルの特性は効率１
１ｃｄ／Ａ、緑色サブピクセルの特性は効率１３ｃｄ／Ａ、青色サブピクセルの特性は効
率５．７ｃｄ／Ａであった。赤色サブピクセルからの発光スペクトルには青色領域にピー
クが見られ、色度は（０．６３，０．３５）であった。また、緑色サブピクセルからの発
光スペクトルにも青色領域にピークが見られ、色度は（０．２８，０．６１）であった。
　このように、本実施形態に係る有機ＥＬディスプレイパネルであれば、赤色発光、緑色
発光の色純度が向上することが明らかとなった。
【００８０】
［実施例２］
　基板２００として、支持体上に設けられたスイッチング素子として機能する薄膜トラン
ジスタ（ＴＦＴ）を備えたアクティブマトリクス基板を用いた。基板２００のサイズは２
００ｍｍ×２００ｍｍでその中に対角５インチ、画素数は３２０×２４０のディスプレイ
が中央に配置されている。
【００８１】
　基板２００上に、感光性樹脂中に青色発光を吸収する材料である顔料（Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇ
ｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１３９）を分散させた着色組成物を、スピンコート法により塗
布し、フォトマスクを介して所定のパターン露光およびアルカリ現像を着色組成物に行う
ことにより、赤色サブピクセル２１３、緑色サブピクセル２１４に対応する部分に青色発
光抑制部２０１、２０２のパターンを形成した。
【００８２】
　この上に、緑色蛍光材料であるクマリン６をネガ型フォトレジストに加えた蛍光組成物
を、スピンコート法により塗布し、フォトマスクを用いて露光、現像することで、緑色サ
ブピクセル２１４に対応する部分に緑色蛍光材料を含む青色発光抑制部２０２のパターン
を形成した。
　この上に感光性の平坦化材をコートし、平坦化膜２０３を形成した。その後、フォトリ
ソグラフィ法を用いてパターニングを行い、ＴＦＴのドレイン電極と接続するためのコン
タクトホールを開けた。
【００８３】
　その後の画素電極２０４の形成以降の工程は、実施例１と同様にして、アクティブマト
リクス駆動型有機ＥＬ表示装置を作製した。
　こうして得られたアクティブマトリクス駆動型有機ＥＬ表示装置を駆動したところ、良
好に駆動を行うことができた。
　このパネルを発光させたときのパネル輝度測定から、緑色サブピクセル２１４の特性は
効率１３ｃｄ／Ａであった。緑色サブピクセル２１４からの発光スペクトルに青色領域に
ピークは見られず、色度は（０．２９，０．６３）であった。
【符号の説明】
【００８４】
１００：有機ＥＬディスプレイパネル
１０１：ピクセル
１０２：サブピクセル
２００：基板
２０１：青色発光抑制部
２０２：青色発光抑制部
２０３：平坦化膜
２０４：画素電極（第一電極）
２０５：隔壁
２０６：正孔注入層
２０７：正孔輸送層
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２０８：赤色有機発光層
２０９：緑色有機発光層
２１０：青色有機発光層
２１１：電子輸送層
２１２：対向電極（第二電極）
２１３：赤色サブピクセル
２１４：緑色サブピクセル
２１５：青色サブピクセル
３００：基板
３０１：活性層
３０２：ゲート絶縁膜
３０３：ソース電極
３０４：ドレイン電極
３０５：ゲート電極
３０６：絶縁膜
３０７：画素電極（第一電極）
３０８：隔壁
３０９：走査線
３１０：平坦化膜
３１１：青色発光抑制部

【図１】 【図２】

【図３】
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